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W czasie utleniania na przyklad p-ksylenu przesuniecia stosunkéw ci$nien czgstkowych
na kwas p-toluilowy wytwarza sie ciepto w powietrzu odprowadzonym.

reakeji, ktére mozna odprowadzi¢ z urzadzenia
utleniajgcego tylko czeSciowo z uchodzacym
ksylenem wraz z parami wody poreakcyjnej.
Jezeli proces ten prowadzi sig przy niskich
ci$nieniach, wéwczas do odprowadzenia resztek
ciepla reakcji wystarczy prosta chtodnica plasz-
czowa. Wraz z rosngcymi ci$nieniami wzrasta
jednak . coraz bardziej procentowy udzial nie
odprowadzonego odpowietrzeniem ciepta reakcji
tak, ze jezeli ma sie osiggngé maksymalne
wykorzystanie komory reakcyjnej koniecznym
staje sie stosowanie dodatkowych urzadzen
chlodzacych. Roéwniez obnizenie temperatury
utleniania w celu polepszenia wydajnosci pro-
cesu zwieksza takze te ilo§é ciepta na skutek

W dotychczas stosowanych w technice du-
zyeh urzadzeniach stuzgcych do utleniania po-
wietrzem na. przyklad p-ksylenu do odprowa-
dzania nadmiernego ciepta reakcji, stosuje sie
uklady chlodzace umieszczone poza wiasciwym
urzadzeniem do utleniania, przez ktére prze-
prowadza sig za pomoca pomp obiegowych
utlen\iany material. Spos6b ten wymaga stoso-
wania skomplikowanych i drogich urzadzen,
a zwlaszcza przy tatwopalnych i lotnych sub-
stancjach, utlenianych pod ci$nieniem i dajg-
cych wysokotopliwe i sklonne do wykrystali-
zowania produkty, ktére na skutek zatykan,
nieszczelnych potaczen kolnierzowych, ciekng-
cych diawiké6w oraz szybko $cierajacych sie
pierScieni uszczelniajagcych pomp obiegowych



- prowadza stale do zaklécen w prowadzonym
procesie, kosztéw napraw i strat materiato-
wych. ’

Stwierdzogo, ze.wyzej wymienione wady moz-
na* Wunaé, jezeli nadmiar ciepla reakeji be-
" defe* sie odprowadzaé przez specjalny uklad
chlodzacy wbudowany w urzadzenie do utle-

niania o dowolnym ksztalcie i wielkosci apara--

téw utleniajacych.

Na rysunku przedstawiono urzadzenie wedlug
" wynalazku z ukladem chlodzacym, przy czym
uklad ten sklada sie z pionowo ustawionych
rurek chlodzacych A, ktére nie posiadaja spa-
wanych szwéw i ktére sa polaczone z kolek-
torami B, przy czym wyloty ich umieszczone
poza urzadzeniem utleniajgcym i co najmniej
z jednej rury obiegowej C z komora wlotowsq D
stuzgcg do wywolywama samoczynnego oblegu
utlenianej substancn

Fig. 1 przedstawia schematycznie urzadzenie
w przekroju wzdluz osi pionowej; fig. -2 —
urzadzenie w przekroju poprzecznym w plasz-
czyznie wzdluz linii I—I.

Stosowanie rurek chlodzacych bez spawanych

szwbéw, a takie zewnetrznych kolektoréw daje
te korzy$é, ze unika sie w ten sposoéb nie-
szczelnosci szwow i tym samym koniecznosei
spawan przy reperacjach wewnatrz urzadzenia
utleniajacego.
- Uktad ¢chlodzacy np. przy utlenianiu po-
wietrzem. p-ksylenu zasila sie najkorzystniej
odparowywang wodg kondensacyjna, poniewaz
dzieki temu istnieje mozliwo§é dokladnego kie-
rowania przebiegiem reakcji zaleznie od tempe-
ratury przez zmiane ci$nienia pary i unikniecia
wykrystalizowywania wysokotopliwych produk-
tow utleniania. Do zasilania ukladu chtodzg-
cego mogg byé oczywiscie uzyte takze inne od-
powiednie ciecze, lub tez ich pary.

W celu uzyskania w urzadzeniu utleniajagcym
wymaganego obiegu materialu utlenianego bez
pomocy pomp obiegowych i by zapobiec stra-
caniu sie szczegblnie cigzkich substancji, prze-
widziana jest przynajmniej jedna odpowiednio
szeroka rura obiegowa C, przez ktorg przebie-
ga¢ bedzie material utleniany na zasadzie réz-
nicy w cigzarze wiadciwym mocno nasyconego
powietrzem stupa cieczy i cleczy ubogiej w po-
wietrze. ;

Wedlug wynalazku zainiast stosowania rury
obiegowej C i komory wlotowej D, mozna pra-
cowaé przy stosowaniu jednej pompy obiego-
wej, ktéra bedzie pobierala w odpowiednim
miejscu urzadzenia utleniany material, a w dru-
gim miejscu urzadzenia bedzie go z powrotem
doprowadzala

Przy stosowaniu urzgdzenia wedlug wynalaz-
ku 'z wbudowanym wewnetrznym ukladem
chtodzacym A w polaczeniu z rurg obiegowg C
i komorg wlotowg D. unika sie nietylko wad
zwigzanych z zewnetrznym osadzeniem ukila-
déw chiodzacych i pomp obiegowych, lecz tukze
uzyskuje si¢ mozliwo$é pracy przy dokladnie
wyznaczonych, mozliwie niskich temperatu-
rach utleniania, poniewaz cieplto reakcji jest
odprowadzane bezposrednio z miejsca jego wy-
tworzenia i nie ma potrzeby stosowania spadku
temperatury na zewnqtrznych ukladach chio-
dzacych.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do utleniania powietrzem alki-
lowych pochodnych weglowodoréw aroma-
tycznych z wewnetrznym ukladem chlodza-
cym do odprowadzania ciepta reakcji, zna-
mienne tym, Ze uklad chlodzacy sklada sie
z pionowo ustawionych rurek chlodzgcych
(A), ktére nie posiadaja wewnatrz urzadze-
nia utleniajacego spawanych szwoéw..i kto-
rych wyloty sa umieszczone w kolektorach
(B) znajdujgcych sie na zewnatrz urzadzenia
utleniajacego i co najmniej z jednej rury
obiegowej (C) z komora wlotowa (D), do
wywolania samoczynnego obiegu utlenianej
substancji

2. Odmiana urzadzenia wediug zastrz. 1, zna-
‘mienna tym, ze zamiast rury oblegowej ©
z komora wlotowa (D) posiada pompe obie-
gowa.

Chemische Werke Witten
G. m. b. H.

Zastepca: dr Andrzej Au
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